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Sposób wytwarzania poliwęglanów zdolnych do fotosieciowania

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarza¬
nia poliwęglanów fotoczulych, które w wyniku
naświetlania promieniowaniem elektromagnetycz¬
nym, np. z zakresu bliskiego ultrafioletu, ulegają
reakcji fotosieciowania dzięki czemu stają się
one nierozpuszczalne. Poliwęglany wchodzące w
zakres wynalazku tworzą warstwy wykazujące do¬
brą przyczepność do podłoży metalowych. Wyko¬
nując naświetlania tych warstw przez odpowied¬
nie szablony a następnie prowadząc proces wy¬
woływania w rozpuszczalniku, uzyskuje się na
podłożu kopię obrazu z maski.

Uzyskane kopie mogą służyć jako tabliczki zna¬
mionowe, podzialki itp. lub mogą służyć jako ma¬
tryce w offsetowej technice druku płaskiego. Po¬
nadto otrzymane kopie, mające odsłonięte nie¬
które powierzchnie podłoża, można poddać dal¬
szym procesom jak np. naparowanie substancji w
próżni. Po zmyciu usieciowanej warstwy polimeru
otrzymuje się obraz z naparowanej substancji bę¬
dący kopią maiski.

Dotychczas polimery o dużej masie cząsteczko¬
wej tworzące warstwy fotoczułe o doibryoh włas¬
nościach mechanicznych i dobrej przyczepności
do podłoża otrzymuje się stosując proces dwueta¬
powy. Proces ten polega na uzyskaniu w pier¬
wszym etapie polimeru, który nie jest fotoczuły,
a dopiero w drugim etapie poprzez modyfikację
chemiczną, np. przez działanie chlorku cynamo-
nilu na uprzednio otrzymany polialkohol winylo¬

wy o dużej masie cząsteczkowej, fotopolimeru o
wymaganych własnościach.

Okazało isię jednakże, że można uzyskać foto-
polimer o dużej maisie cząsteczkowej, który dosko-

5 nale .nadaje się do sporządzania warstw foto¬
czulych w procesie jednoetapowym.

Polimer taki otrzymuje się sposobem według
wynalazku przez polikondenisacjej w rozpuszczal¬
niku lub na granicy faz. Polikondensację w roz-

10 puszezalniku prowadzi się wobec trójetyloaminy
jako katalizatora użytego w ilości stechiome-
trycznej do bisfenolu. Jako> rozpuszczalniki stosuje
się węglowodory chlorowane takie jak np. chlo¬
rek metylenu, chloroform itp.

15 Jeden reagent stanowi fisfenol fotcczuły o wzo¬
rze 1 przedstawionym na rysunku, w którym Ri
oznacza ugrupowanie o wzorze —(CH=CH)2—CO
lub ugrupowanie o wzorze 2, a X i Y oznaczają
atomy wodoru i/lub grupy alkilowe, i/ilub grupy

20 O—alkilowe, i/lub atomy chlorowca. Drugim rea¬
gentem jest chloromrówczan znanych bisfenoli
takich jak np. lvl-ibis(p-hydroksyfenylo)-2>2-dwu-
chloroetylen, dien itp i/iub fosgen, stosowany w
formie roztworu.

25 w polikondensacji na granicy faz katalizatorem,
jest chlorek trójetylobenzyloamoniowy. Fazę wod¬
ną stanowi alkaliczny roztwór bisfenolu fotoczu-
łego. Faza organiczna zawiera roztwór chloro-
mrówczanu znanych bisfenoli i/lub fosgenu.

30 Otrzymany sposobem według wynalazku poli-
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węglan wykazuje dufżą czułość na promieniowanie
elektromagnetyczne z zakresu bliskiego ultrafio¬
letu. Graniczna liczba lepkościowa wyznaczana
przez ekstrapolację zależności lepkości zredukowa¬
nej w funkcji stężenia do stężenia równego zero
w chlorku metylenu wynosi około 1,0.

Warstwy fotoczułe uzyskuje się przez rozpu¬
szczenie otrzymanego polimeru w mieszaninie
rozpuszczalników takich jak np. chlorek metylenu,
chloroform, sym-czterochloroetan, dioksan dtp.
Stężenie polimeru wynosi 0,1-20% wagowych w
zależności do pożądanej grubości warstwy. War¬
stwy fotoczułe uzyskuje się przez zanurzenie, po¬
lewanie lub metodą wirowania.

Folie wykonane z poliwęglanu sposobem według
wynalazku posiadają wytrzymałość na rozciąganie
do zerwania 390 kG/cm2 przy wydłużeniu względ¬
nym 30%., Po naświetleniu foilie takie tracą swoją
rozpuszczalność w rozpuszczalnikach, z których
zostały* wylane. Na uwagę zasługuje fakt' blisko
30% wzrostu wytrzymałości na zerwanie tych
folii przy spadku wydłużenia względnego do około
i%.

Przedmiot wynalazku jest bliżej objaśniony w
przykładacih wykonania.

Przykład I. W kolbie rozpuszcza się 13,3 g
bis/p-hydroksybenzylideno/aicetonu (0,05 mola)
i 5,05 g trójetyloaminy w 150 ml chloroformu.
Następnie w temperaturze wrzenia ro-ztworu, cią¬
gle ^mieszając, wkrapla się roztwór zawierający
20,3 g chloromrówczanu chlorobisfenolu II —
CBF II w 100 ml chloroformu. Zawartość kolby
miesza się jeszcze 2 godziny. Po upływie tego
czasu roztwór wkrapla się do 600 ml acetonu ce¬
lem wytrącenia polimeru. Wytrącony polimer po
odsączeniu suszy się w temperaturze pokojowej
przez 5 godzin, a następnie w suszarce próżniowej
w ciągu 3 godzin w temperaturze 50°C.

Przykład II. W kolbie rozpuszcza się w
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150 ml wody 17,7 g bisi(3-etokiSy-4-(hydroksybenzy-
lideno) acetonu (0,05 mola), 4,3 g wodorotlenku
sodowego i 0,9 g chlorku trójetyiobenzyloamino-
wego. Następnie do kolby wlewa się roztwór
17,65 g chloromrówczanu dianu w 100 iml chlorku
metylenu. Zawartość kolby intensywnie miesza się
w ciągu 1,5 godziny. Po upływie tego samego' cza¬
su mieszaninę reakcyjną zakwasza się do pH 1
i umieszcza w rozdzielaczu. Po rozdzieleniu faz,
fazę organiczną wkrapla się do 6O0 ml acetonu
celem wytrącenia polimeru. Polimer po przesącze¬
niu suszy się na powietrzu w ciągu 4 godzin, a
następnie w suszarce próżniowej w temperaturze
50°C przez 3 godziny.

Przykład III. Postępuje, się podobnie jak
w przykładzie I z tym, że wkratpla się roztwór
steohdometrycznej ilości fosgenu w chlorku mety¬
lenu, zachowując pełne bezpieczeństwo pracy.

Przykład IV. Postępuje się podobnie jak w
przykładzie II z tym, że jako fazę organiczną do¬
daje się roztwór stechiometrycanej ilości fosgenu
w chlorku metylenu, zachowując pełne bezpie¬
czeństwo pracy.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób wytwarzania poliiwęgłanów zdolnych do
fotosieciowania, polegający na reakcji polikonden-
sacji blsfenoli z chloromrówczanami znanych bis-
fenoli i/lub fosgenem, znamienny tym, że na chlo-
romrówczany znanych biisfenoli niefotoczułych
i/lub fosgen działa się bisfenolami fotoczułymi o
ogólnym wzorze 1 przedstawionym na rysunku,
w którym Ri oznacza ugrupowanie —(CH=CH)2
—GO lub grupę o wzorze 2, a Xi Y oznaczają
atomy wodoru i/lub grupy alkilowe i/lub grupy
O-alkilowe i/lub atomy chlorowca lub mieszaninę
związków o ogólnym wzorze przedstawionym na
rysunku, ze znanymi bisfenolami.
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